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線幅：δ= k・λ / NA
（λ：波長、NA：レンズ開口数、
k：Engineering factor）……①
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デバイス／年度 2004 2007 2010 2012 2015 2018
DRAM ４Gb 8Gb 16Gb 32Gb 64Gb 128Gb
ハーフピッチ 90 65 45 32 22 18
コンタクトホール 110 80 55 45 35 25
合わせ精度 32 23 18 14 10 7.2
線幅バラツキ（３ｓ） 11 8 5.5 4.3 3.1 2.2
MPU
ハーフピッチ 107 76 54 42 30 21
ゲート長 53 35 25 20 15 10
コンタクトホール 122 80 59 46 33 23
線幅バラツキ（３ｓ） 3.3 2.2 1.6 1.3 0.9 0.6
SoC
ASIC/LPゲート 75 45 32 27 19 13
コンタクトホール 122 80 59 46 33 23
線幅バラツキ（３ｓ） 4.7 2.9 2 1.7 1.3 0.8
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for European Applications +）、
米 国 の EUV LLC ８）（Limited 
L iab i l i ty  Company）、VNL
（Virtual National Lab./ Lawrence 
Berkeley, Lawrence Livermore, 
































州 の IMEC11）（InterUniversities 
MicroElectronic Center） に価格












































































































































一人である Mentor Graphics の
Frank Schellenberg 氏が、前述の
国際会議、Microlithography2004
に て、“Resolution Enhancement 













































































































































































































MIT（Massachusetts Institute of 
Technology）、Lincoln Laboratory

























































































































































で は TLO だ け で な く、ILP20） 














社が 100 万ドル以上、139 社が 10
万ドルから 100万ドルの間の出資
を行っている。また、MITの卒業






収入は、約 1,453 億円に達する 21）。
　一方、日本のTLOの特許収入
は増加傾向にあるものの発足か
















































































































カ で は、ISTM９）（International 
SEMATEC）というコンソー
シアムが重要な役割を果たして
いる。ISMT は MIT をはじめ、
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としての LLC（Limited Liability 
Company）制度」
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